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Воздействие плазмы на металлы используется в ряде технологических процессов, включая 
очистку металлов от поверхностных загрязнений, модификацию структуры поверхностных 
слоев металла, а также для формирования прочного микрорельефа на поверхности металла. 
Для стабильной воспроизводимости этих процессов необходимы методы расчета потоков 
электронов и ионов из плазмы на металл, при различных значениях электрического 

потенциала 
0

 , так как установившийся баланс потоков частиц вблизи поверхности металла 

приводит к возникновению области разделения зарядов и электрического поля, величина 
которого определяет возникновение таких сильных явлений как взрывная эмиссия и 
образование микроплазменных разрядов [1, 2]. Цели работы состоят в определении 
основных процессов в плазме, формирующих потоки заряженных частиц на металл, и в 
расчете величин потоков как на металл, так и во всей области разделения зарядов вблизи 
металла, а также в невозмущенной плазме. Рассматривается неизотермическая однородная 
плазма вдоль поверхности металла, по нормали к поверхности которого (ось OX) 
формируется область разделения зарядов и рассчитываются потоки. В расчетах учитываются 
сила Fe, действующая на электроны с температурой Te вследствие наличия градиента 
электрического потенциала ( )x  в плазме, и сила Fg, обусловленная градиентом плотности 

плазмы ( )
e

n x , при этом столкновения частиц в плазме не учитываются: 
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В отсутствие ионизации фонового газа и рекомбинации заряженных частиц, получено 

уравнение для средней скорости потока электронов 
e

u , учитывающее процессы в слое 

плазмы, прилегающем к металлу: 
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При сохранении потока частиц плазмы  ( ) ( ) 0e en x u x
x
 


 и при 
2

e e eT m u  из уравнения 

(2) при фиксированном потенциале металла 
0  следует соотношение 

 0 0expem e en n e T   , где 
emn  плотность электронов вблизи поверхности металла, 0en   

плотность невозмущенной плазмы. Величина потока электронов из плазмы на металл ( )e e mn u  

будет определяться выражением: 
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